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Inventia se referd la domeniul nanomaterialelor polimerice si a structurilor fotosensibile pe baza lor, care pot fi utilizate
in optoelectronica pentru realizarea dispozitivelor fotovoltaice si a purtatorilor de informatie electrofotografica.

Stratul fotosensibil din copolimeri carbazolici sensibilizat cu 2,4,7-trinitrofluorenona contine suplimentar ftalocianina de
cupru in concentratie de 10...50% mas.
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